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１．概要（Summary ）： 

SiC 基板上に炭素膜を形成し、Van Der Pauw法によ

りその抵抗値及び無磁場での不整合電圧を測定した。

まずＥＢ蒸着により Au/Ti 電極を形成し、引き続き、

4 端子による測定を行った。その際、温度変化による

挙動を確認した。 

その結果、炭素膜を種々のパターンに成形する必

要があると判明し、その検討を継続している。 

 

２．実験（Experimental）： 

 電子線蒸着装置（EB1200）を使用して、炭素膜上に

Ti(10nm),Au(100nm)の順で積層し、4端子電極(端子間

距離 9mm)を形成した(Fig.1)。その試料を 723Kまで加

熱し、抵抗値変化および無磁場での不整合電圧を測定

した。抵抗値は A-D 間に 1mA 定電流入力、B-C間で出

力検知、不整合電圧測定は A-C 間に 1mA 定電流入力、

B-D 間で出力を検知した。引き続き、ドライエッチン

グ装置（RIE-10NR-KF）を使用して、酸素プラズマ

（50sccm,2.6Pa,100W,120s）で、炭素膜を種々のパタ

ーンに成形した。 

 

Fig.1 Four-terminal system for resistance and 

offset voltage measurement. 

 

３．結果と考察（Results and Discussion）： 

 抵抗値及び無磁場の不整合電圧測定結果を、それぞ

れ Fig.2,3に示す。 

 抵抗値測定については、2 回繰り返した。初期の立

ち上がりに高い抵抗値(約 300Ω)がみられるが、これ

は水分や有機物の付着のためであり、加熱に従ってそ

れらが離脱し、定常値に落ち着く。2 回の繰り返し測

定で再現性は良好であった。 

 

Fig.2 Resistance vs. Temperature. 

 

不整合電圧ついては、昇温に伴い極性が変わる

(Fig.3)。電子デバイス等に応用するためには、この値

を極力ゼロにすることが望ましく、最適形状を今後検

討したい。 

 

Fig.3 Offset voltage vs. Temperature 
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 その模索として、炭素膜を酸素プラズマによるド

ライエッチングで Fig.4のような形を成形した。現在、

測定進行中である。 

 

Fig.4  Stencil mask for producing several 

shapes of Carbon film with Oxygen plasma exposure. 

 

また、炭素膜への Au/Ti蒸着の知見として、以下が

判明した。 

炭素膜に①Ti(10nm),②Au(100nm)をＥＢ蒸着した

場合、測定プローブで接触すると容易に剥離した

(Fig.5)。より密着力を強固とするためには、事後加熱

処理を施すか、EB蒸着より粒子の射突エネルギの高い

スパッタ蒸着で膜形成するか、が必要と思われる。  

 

Fig.5  Appearance of peeled-off Au/Ti  film 

deposited by EB evaporation. 
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